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平成３０年度ISO/TC172/SC1分科委員会開催

５月１５日（火）午前、港区芝公園の機械振興会館会議室において、平成３０年度ISO/TC172/SC1(光学及びﾌｫﾄﾆｸｽ/基本規格)分科委員会が開催されました。

事務局による委員の紹介の後、まず、平成２９年度の活動報告が、渋谷ＳＣ１分科委員会会長及び各ワーキンググループの主査より行われました。次いで事務局より平成２９年度の収支報告が行われました。

平成３０年度SC1分科委員会委員と主な報告事項は以下のとおりです。（渋谷分科会長の報告書より抜粋）
Ⅰ．ISO/TC172/SC1分科委員会委員（敬称略）
氏　　　名　　　　　　　代表する組織等　　　　　　　　　　勤務先等

渋谷眞人　　　
ＳＣ１分科委員会会長　　　　　　
東京工芸大学

根岸喜代春　
経済産業省産業技術環境局　
国際標準課
瀧川　幸雄　　
日本規格協会　　　　　　　　　　
標準部　規格開発ユニット
山本直樹　　　
カメラ映像機器工業会　　　　　
主幹
財部義史　　　
日本医用光学機器工業会　　
同工業会事務局長

小林哲夫　　
日本顕微鏡工業会　　　　　　　
同工業会事務局長

水垣　勉 　　
日本光学硝子工業会　　　　　
同工業会事務局長

目黒　洋　　
日本光学測定機工業会
同工業会事務局長
利田　光考　　
㈱トプコン　　　　　　　　　　
技術本部
神崎淳二　　
日本望遠鏡工業会　　　　　　　
同工業会会員委員
Ⅱ．報告事項
議　長：Rainer Schuhmann（ドイツ：Berliner Glas KGaA）
　　　　2018年からFrank Höller（ドイツ：Carl Zeiss Oberkochen）

事務局：ドイツ（DIN：Elizabeth Beck　副Clara Engesser）

（2017年11月からDIN：Clara Engesser、副Jennifer Dias）

メンバー：

Pメンバー：ベルギー、中国、フランス、ドイツ、インド、日本、韓国、

ルーマニア、ロシア、スイス、イギリス、アメリカ　（12カ国）

Oメンバー：オーストリア、ブルガリア、チェコ、ハンガリー、イラン、ポーランド、サウジアラビア、セルビア、スロバキア、スペイン、香港中国（11カ国）

WG：
WG1: General optical test methods

      　Convenor: Eckhard Langenbach (スイス、FISBA)　
国内主査：小山剛史（キヤノン）

WG2: Preparation of drawings for optical elements and systems

      　Convenor:　 Richard N. Youngworth（米国：Riyo LLC）　
　　　　国内主査：富岡誠(オリンパス)　 

WG3: Environmental test methods

      　Convenor: Michel Honlet（ドイツ,Cassidian社）
　　　　国内主査：石井裕和(ニコン)

WG4: Data transfer：Contents and management

      　dormant(休眠状態)中で現在Convenorはいない。
国内主査：上窪淳二（HOYA）。休眠状態ではあるが国内活動は行われており、国際会議でも関連事項が議論されている。ISO TC-Homeにおいても、WG1,2,3のほかに“NODIF and PLIB”の項目として生きている。
2. 活動状況

2.1 国際会議

（１）SC1全体会議

・日時・開催場所・参加国・出席者数

2017年10月23日から27日（プレナリー会議は27日のみ）（第30回SC1総会）。場所：機械振興会館（東京）。主催：JISC。Pメンバー12カ国のうち、中国(4名)、フランス(2名)、ドイツ（７名）、日本(12名)、ルーマニア(1名)、スイス(1名)、アメリカ（６名）の７カ国から 33名の出席があった（議長及び秘書２名を含まず）。Pメンバーのサウジアラビアから2名がプレナリーに出席。ドイツは最終日のプレナリーは秘書の航空券手配ミスで参加者は2名のみ。英国は4年連続不参加で、一方中国は４年連続参加した。ただ、中国は実質的な協議にはあまり熱心ではない。日本からは、渋谷眞人(東京工芸大学。代表団長。SC1国内委員長、WG1、WG2、WG3エキスパート)、小山剛史（キヤノン。WG1国内委員会主査、WG1エキスパート）、富岡誠（オリンパス,WG2国内委員会主査、WG2エキスパート）、上窪淳二（HOYA、WG4国内委員会主査）、瀧谷俊哉氏（WG4、NODIFプロジェクトリーダー、コニカミノルタ）、斉藤道明氏（ＷＧ４エキスパート、ニコン）、茂木隆宏（SC1、TC172事務局長）、室谷修二（東海大学。WG１兼SC3/WG2エキスパート）、大西晃宏（WG１兼SC3/WG2エキスパート、（株）メイショーテクノ）、栗田浩二氏（WG１兼SC3/WG2エキスパート、日立ハイテクサイエンス）、秋山貴之（WG１兼SC3/WG2エキスパート、ニコン）、真垣葉子（WG１兼SC3/WG2エキスパート、ニコン）の12名が参加した。
WG3は開催されなかったが、2017/09/13と2018/02/08にWEB方式でWG3の国際会議が行われ、2017/09/13の結果は東京会議のresolutionになっている。

なお、TC172全体会議とあわせて開催され、SC1と並行してSC3会議（WG1,WG2,WG3）が行われた。

・主な議決事項、特記事項など

＊光学機器がますます高精度・高性能になり、新たな設計法・加工法・計測法も発展しており、光学素子の面精度や面粗さの測定法、及びそれらの図面表記法の重要性が一層高まってきている。WG１会議、WG2会議で、これらを熱心に議論した。WG1とWG2会議は、互いに情報を共有すべきであり重ならないように直列に行われた。WG3は開催されなかったが、2017年9月のWeb会議の報告を今回の東京会議の決議22,23として書かれている。WG4はdormant（休眠状態）のままであるが、日本が提案している ISO25297( NODIF) のad-Hoc-Group（特任部会）が関わるデータベースの扱い方について熱心に議論した。すでにIECには完成度が高くさらに発展性もあるデータベースがあり、これに準拠していくのが適切と思われ、今回IEC/SC3D/WG3のコンビナーである村山廣さん、IEC/SC3D/WG3とTC17との間のリエゾンである細川晃さんにも加わっていただき討議した。
＊次回は、2018年9月にスイスで開催する。
2.2 国内会議
(1)  SC1分科委員会：2017年5月16日: 機械振興会館

　    分科会会長と各WG主査から、2016年度の活動報告を関連業界に行った。

2.3 JIS原案作成委員会

(1)　ISO 19962と並行に、JIS「光学部品による散乱光の分光測定方法」の策定が2015年12月に開始され、2017年9月に制定された。なお、ISOとの整合を図るため、後から発効されるであろうISOに合わせて、JISをIDT改訂することも有り得る（WG1& SC3/WG2）
3. 発行された国際規格

(1) ISO/FDIS 14997:2017 (WG1) “Optics and photonics – Test methods for surface imperfections of optical elements”

(2) ISO/FDIS 8478:2017 (WG1) " Optics and photonics –Camera lenses –Measurement of ISO spectral transmittance”

(3) ISO/FDIS 10110-7:2016 (WG2) “Optics and photonics – Preparation of drawings for optical elements and systems –-Part 7 Surface imperfection tolerances: Surface treatment and coating” 

(4) ISO/TR 21477:2017(WG1)” Optics and photonics — Preparation of drawings for optical elements and systems — Surface imperfection specification and measurement systems “
4. 規格案投票関係 

4.1　CD、DIS, FDIS（括弧内は日本の投票/　投票結果/ 会議審議結果）(committee draft,　draft International Standard, draft International Standard) なお、ＣD投票結果判定は公式にはなく、SC1では全て投票後の国際会議で判断している。100%approveのときはDISを飛ばしてFDISに行くこともある。また2ndCDを出すこともある。

(1) ISO/FDIS 14997 (WG1) “Test methods for surface imperfections of optical elements”  ( approval with corrections/ approved /東京会議前に発行) 

(2) ISO/FDIS 8478 (WG1) " Optics and photonics –Camera lenses –Measurement of ISO spectral transmittance” ( approval with corrections/ approved /approved (東京)) 

(3) ISO/FDIS 10110-7:2016 (WG2) “Preparation of drawings for optical elements and systems –-Part 7 Surface imperfection tolerances: Surface treatment and coating” (Approval with corrections /approved/ 東京会議前に発行)

(4) ISO/DIS 10110-14 (WG2) : “Preparation of drawings for optical elements and systems – Part 14 Wavefront deformation” (Approval with comments /approved/ 非公式な見直し(informal review)をしてFDISへ（東京）) 

(5) ISO/DIS 10110-18 (WG2) : “Preparation of drawings for optical elements and systems – Part 18 Material Imperfections – Stress Birefringence, Bubbles and Inclusions, Homogeneity, and Striae ” (Approval with comments /approved/ 2ndDISへ（東京）)

(6) ISO/DIS2 (irregular internal vote for FDIS) 10110-18 (WG2) : “Preparation of drawings for optical elements and systems – Part 18 Material Imperfections – Stress Birefringence, Bubbles and Inclusions, Homogeneity, and Striae ” (yes /yes /)

(7) ISO/CD 19962（WG1） ; "Optics and photonics — Spectroscopic measurement methods for integrated scattering by plane parallel optical elements”  (approval/approved/approved to DISへ(東京))
(8) ISO/CD2 10110-1(WG2) : “Preparation of drawings for optical elements and systems – Part 1 Surface imperfections” (disapproval with comments/ approval（日本だけdisapproval）/DISへ（東京）)

(9) ISO/CD 10110-8(WG2) : “Preparation of drawings for optical elements and systems – Part 8: Surface texture; roughness and waviness” (approval with comments/ approval/ DISへ（東京）)
(10) ISO/CD2 10110-12 (WG2) : “Preparation of drawings for optical elements and systems – Part 12 Aspheric surfaces ” (disapproval with comments /approval（日本だけdisapproval）/DISへ（東京））

4.2　新提案投票　(括弧内は日本の投票/投票結果/ 会議審議結果)

(1) ISO9022-3 (WG3) ; " Environmental test methods – Part 3: Mechanical stress – Registration of Preliminary Work Item” (yes/ yes /(スイスで審議されると思われる))
4.3　定期(発効後3年、以後5年置き)見直し（Systematic Review） (括弧内は日本の投票/投票結果/会議審議結果)　定期見直し継続条件は、ISO/IEC　directives　2001年版2.9.3.2項に拠ると、「5カ国以上で採用されているか使用されていること、および投票において単純過半数(2.3.5に依ればabstainを除く過半数)がconfirmであること」
(1) ISO 9334:2012 (WG1) ; "Optical transfer function – Definitions and mathematical relationships” (Revise or Amend / approved(使用している国が5か国に満たない） /confirm(東京))
(2) ISO 9335:2012: (WG1) ; "Optical transfer function – Principles and procedures of measurement” (Confirm with comments / confirm /confirm(東京))
(3) ISO 11421:1997(WG1);” Optics and optical instruments -- Accuracy of optical transfer function (OTF) Measurement” (Confirm / confirm /決議なし(東京))
(4) ISO 15795:2002(WG1);” Optics and optical instruments -- Quality evaluation of optical systems – Assessing the image quality degradation due to chromatic aberration” (Confirm with comments / confirm(使用している国が5か国に満たないが書類上confirmとなっている）/本来は東京会議でするべきであるが決議なし(東京))
(5) ISO 10110-10:2004（WG2）”Preparation of drawings for optical elements and systems – Part 10: Table representing data of optical elements and cemented assemblies” (confirm/ confirm/ confirm)
(6) ISO 10110-17:2004（WG2）”Preparation of drawings for optical elements and systems – Part 17: Laser irradiation damage threshold” (confirm/ confirm/ confirm)
(7) ISO 9022-22:2012 (WG3) ; " Environmental test methods - Part 22: Combined cold, dry heat or temperature change with bump or randmom vibration” (confirm/disapproved(使用している国が5か国に満たない）/confirm(東京))
(8) ISO 23584-2:2012 (NODIF AhG)” Optics and photonics -- Specification of reference dictionary -- Part 2: Classes' and properties' definitions（confirm /confirm/ (スイスで審議されると思われる)）
5. 現在審議中の主な案件
(1) 表面欠陥の検査法、検査規格、図面表記に関して二つの規格が進んでいる。ひとつはISO/TR 21477 (surface imperfection specification and measurement systems)であり、表面欠陥の規格は二つの決め方があるが、米国(MILL)はvisibility methodで標準サンプルとの比較で決めている。ドイツ（DIN）はdimensional method,で欠陥の大きさそのもので規定している（この場合にも現場の検査には標準片との見えの比較法も使われる）。これらの対応を示すものであり、純粋に科学技術的な面からも検討が必要と合意されている。2016年のルーマニア国際会議で14997と10110-7（表面欠陥の検査方法及び図面表記）のFDISと揃って発行できるようにスケジュールが決まり、東京会議前の8月にこれら3つが発行された。（WG１/WG2）
もうひとつは同じく2016年に新たプロジェクトとしてドイツから提案されたPWI-22132「Machine vision test methods for surface imperfections（マシンビジョンによる研磨面キズ検査）」である。2017年東京会議で、ISO/PWI 14997-2とすることが決まり、PL(Project Leader)はドイツのArno Warkenで、現在のエキスパートは、米、独、仏であり、ルーマニアは持ち帰り検討となった。更なるエキスパートを歓迎するというが、日本は現在のところexpertは出さないことにした。すでにドイツは傷を寸法（dimensional）で規定しようとしているが、Industry-4に絡んでいるのかもしれない。（WG1）

(2) ISO /WD　15368「Measurement of reflectance of plane surfaces and transmittance of plane parallel elements」2016年からPLのHansenが見直しを始めたものであるが、東京会議では本人不在であった。スコープが広すぎ、ダブルビーム方式を15368-2にしてはという提案が、日本（大西さん）からなされ、大西さんから15368-2のWDを提出することになった。同じくこれからWDの出される15368との比較調整を行い、15368-2をNPにするかはその後に決めることになった。昨年のブカレスト会議ではデフォルト（無為標準）のまま36か月で15368を改正することになっていたが、48か月に変更する。（WG1）
　(3) ISO/CD10110-1「Preparation of drawings for optical elements and systems – Part 1: General」10110-10を統合するように本規格を修正して進んできたものである。図面に不備が多くあるために日本はDISへの移行に関して反対票を投じていたが、十分に見直して、DIS移行前にinformalなレビューを行う事で了解した。私自身が慣れていない記法という事もあるが、偏芯（倒れ）許容誤差表記については具体的に確認した。基本的には理解できたが、やはり元の提出図面にも間違いがあることが見つかった。日本の担当者は大変だと思うが、DIS前のチェックは綿密に行う必要があると思う。なお、10110シリーズ全般にかかわることであるが、スコープ（掌握分野）の先頭の文を次のように統一することになった。「…in the ISO series, which standardizes drawing indications for optical elements and systems.」
(4) ISO/CD 10110-12「Preparation of drawings for optical elements and systems-Part.12　Aspherical surfaces」は（10110-19に多くの部分を移行しようとするなど）前回あまりに大きく変更されたために、殆ど全員から拒否されたが、おおよそ元に戻った内容である。しかし、余りにも多くの修正必要箇所があり、日本はNo with commentsで投票していた。とはいっても重要な規格であり、東京会議では日本の主査である富岡さんがPLのKiontkeさん、WG2コンビナーのRichieさんと本会議の前に事前相談した。規格タイトルは色々話したが、元のままのAspheric　Surfaceに落ち着いた。スコープさえしっかりしていれば、タイトルは変えなくて良いと私は思う。（WG2）
　(5) ISO 25297 (NODIF :Electronic exchange of optical data) は日本が中心になって作成したものである。ドイツが進めてる23584との関係がすこしギクシャクしているが、これはPLIBに絡んだ情報に各国で混乱があるからのようで、2017年東京の国際会議では、IEC/TC3/SC3D から村山さん（SC3D/WG3 Convener）、細川さん（SC3D/WG3 Expert、Liaison Officer (IEC/TC3/SC 3D – ISO/TC 72）にも参加していただき、そのあたりの混乱がなくなったと思われる。
25297のJIS化は計画されていないが、日本語化作業が進んでいる。25297-1の実用化に向け，XML言語を用いた実装方法をTRとするべくTGにて検討を進めていたが，ISO13584(PLIB)のベースとなるIEC61360の実装がIEC/SC3Dを中心に進められているとの情報を得た為，NODIFのデータモデル検証をIECのD/Bツール(ParcelMaker)上にて開始している。 (WG4) 
平成３０年３月生産・出荷統計
	
	生　　産
	受　入
	出　　荷
	月末在庫

	
	数　量
	金　額

(百万円)
	数　量
	販　売
	その他
	数　量

	
	
	
	
	数　量
	金　額

(百万円)
	数　量
	

	デジタル
カメラ
	342,601
(0.87)
	15,752
(0.91)
	570,601
(0.88)
	342,106
(0.83)
	15,415
(0.90)
	541,999
(0.89)
	233,489
(1.07)

	フィルム

カメラ
	8,596
(1.28)
	10,186
(1.19)
	7,064
(1.16)
	9,819
(1.45)
	11,649
(1.39)
	7,284
(1.19)
	7,266
(0.71)

	交換レンズ


	247,266
(1.01)
	13,936
(0.92)
	146,645
(0.88)
	366,216
(1.02)
	16,621
(1.03)
	35,585
(0.80)
	443,975
(0.92)

	光学・精密
測定機
	31,352
(1.23)
	8,064
 (1.07)
	-
	30,877
(1.14)
	8,165
(0.92)
	-
	29,520
(1.06)

	光分析機器

	16,091
(0.81)
	24,039
(1.11)
	-
	16,590
(0.76)
	26,290
(1.01)
	-
	7,243
(1.53)

	測量機


	 6,848
(1.05)
	1,150
(0.83)
	-
	20,529
(1.40)
	2,817
(1.04)
	-
	4,937
(0.56)

	合　計


	  -    

	73,127
(1.02)
	-
	-

	80,957
(1.02)
	-
	-



(　　　)内は、前年度比

注） 「受入」:調査期間中に工場または倉庫に次の事由により受入れられた製品の数量

（1） 他企業から購入したもの(輸入を含む)

（2） 同一企業内の他工場から受入れたもの

（3） 委託生産品及び委託加工品を委託先の工場から受入れたもの

（4） 返品(戻入れ)されたもの
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